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簡
介 

    本研究於室溫下以直流DC磁控共鍍FePt-NiO複合薄膜於Si(100)基板上，初鍍FePt-NiO複合薄膜經快速熱退火(RTA)以100℃/sec之升溫速率加熱至

700℃持溫3分鐘。研究發現，隨NiO含量增加FePt磁性粒子會散佈在NiO氧化物的基地上，而可獲得較小的晶粒尺寸及較小磁區，因此添加NiO可對FePt
合金薄膜磁記錄密度的提升有很大幫助。 
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    磁控濺鍍機            快速退火爐 RTA      振動樣品磁度儀 VSM          X 光繞射儀 XRD       原子力顯微鏡 AFM、MFM        元素分析儀 EDS 
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 有關本研究之 FePt-NiO 複合薄膜相關濺鍍參數如下： 
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1.FePt-NiO複合薄膜經快速熱退火後，FePt磁性粒子會散佈在NiO氧化物的基地上，可有效抑制FePt晶粒成長，提高磁記錄密度。 

2.由導電性原子力顯微鏡 C-AFM 影像圖中發現，NiO 氧化物可將 FePt 磁性粒子隔開，減少磁交互耦合作用，可有效降低磁記錄媒體

  雜訊。 

(a)頑磁力(Hc) (b)角形比(S)與 NiO 含量之關係圖 

 

不同 NiO 含量之 XRD 曲線圖  有序化程度隨 NiO 含量 
                            之變化曲線圖 

無序化 FePt 單胞示意圖       有序化 FePt 單胞示意圖 

  不同 NiO 含量之 MFM 磁力 2D 影像圖 

不 同 NiO 含 量 之

FePt-NiO複合薄膜以

100℃/s 之升溫速率

加熱至 700℃持溫 3
分鐘後之 VSM 磁滯

曲線圖 

不 同 NiO 含 量 之

FePt-NiO複合薄膜以

100℃/s 之升溫速率

加熱至 700℃持溫 3
分鐘後之 AFM 表面

形貌 2D 影像圖  不同NiO含量之導電性原子力顯微鏡C-AFM 2D影像圖 

 


